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  تشكر و قدرداني

قدرداني از  رسانم،را به پايان مي امتحصيلي اي ديگر از زندگي، دورهف پروردگارالطا در سايهكه اكنون 

دكتر و  دكتر قاضياز اساتيد راهنماي خود، اي بزرگ است. كساني كه مرا در اين امر ياري كردند، وظيفه

 ايجادبنده  درنو را  پيمودن مسيري ، اميد به ادامه وهايشانو حمايت ، دلسوزيبا راهنمايي كه فردايزدي

و همكاري با  دكتر قاضيافتخار شاگردي جناب  خرسندم كه كردند، كمال تشكر و قدرداني را دارم.

 دكتر عبدليهمچنين از استاد مشاورم،  رداشته است.ببنده درزندگي براي  هاي بزرگي ازايشان درس

مسير را  اين گاه رشد بلور و انتقال تجربيات گرانقدرشان،بخش در آزمايشگرمي يكه با حضور، نشلجي

 نيزنامه را تقبل نمودند، كه زحمت داوري اين پايان دكتر وليو  دكتر عشقيو از  تر كردند،هموار

  ارم. سپاسگز

هاي دلسوزانه ايشان در آزمايشگاه رشد بلور و پيگيري مهندس مسكنيدريغ در پايان از زحمات بي

 كلي ، مهندسدر آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي تجزيه علي مخلصياناز دوست خوبم آقاي  تشكر داشته و

مهندس  ها در كارگاه برق،در آزمايشگاه شيمي تجزيه، مهندس اخياني در كارگاه مكانيك، مهندس خراط

، نهايت اندو همه كساني كه به هر نحو در انجام اين پروژه همكاري داشته ، جناب آقاي احسانيرضاپور

  قدرداني را دارم.

و  اين مقطع همه دوستان از ،يادماندني باشدي بهخاطرات تداعي در آينده، اين نوشته مطالعه كهاميدوارم 

  .هادر كنار آن



 و 
 

  تعهد نامه

 فيزيكدانشكده  حالت جامد –فيزيك دانشجوي دوره كارشناسي ارشد االله حفيظي روحاينجانب 
تحت  Co‐Cuهاي آلياژي لايهيابي رشد و مشخصهنامه دانشگاه صنعتي شاهرود نويسنده پايان

  شوم:متعهد مي فردايزدي مرتضي دكترو  قاضيمحمد ابراهيم دكتر راهنمايي 

 نامه توسط اينجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است.تحقيقات در اين پايان 

 است.هاي محققان ديگر به مرجع مورد استفاده استناد شده در استفاده از نتايج پژوهش 

 نامه تا كنون توسط خود يا فرد ديگري براي دريافت هيچ نوع مدرك يا مطالب درج شده در پايان
 امتيازي در هيچ جا ارائه نشده است.

 باشد و مقالات مستخرج با نام كليه حقوق معنوي اين اثر متعلق به دانشگاه صنعتي شاهرود مي
به چاپ خواهد » Shahrood University of Technology«و يا » دانشگاه صنعتي شاهرود«

 رسيد.

 اند در مقالات نامه تاثيرگذار بودهحقوق معنوي تمام افرادي كه در بدست آمدن نتايج اصلي پايان
 نامه رعايت شده است.مستخرج از پايان

 نامه، در مواردي كه به حوزه اطلاعات شخصي افراد دسترسي در كليه مراحل انجام اين پايان
 شده است، اصل رازداري، ضوابط و اصول اخلاق انساني رعايت شده است. ستفادهيافته يا ا

 

  تاريخ:
  امضاي دانشجو:      

  ماكليت نتايج و حق نشر

 افزارها اي، نرمهاي رايانهكليه حقوق معنوي اين اثر و محصولات آن(مقالات مستخرج، كتاب، برنامه
باشد. اين مطلب بايد به نحو شاهرود ميو تجهيزات ساخته شده) متعلق به دانشگاه صنعتي 

 مقتضي در توليدات علمي مربوطه ذكر شود.

 باشد.استفاده از اطلاعات و نتايج موجود در پايان نامه بدون ذكر مرجع مجاز نمي  

    



 ز 
 

  چكيده
هاي نازك مغناطيسي مشاهده ) در لايهGMRاز زماني كه براي اولين بار اثر مغناطومقاومت بزرگ (

ها مورد توجه و بررسي زيادي قرار گرفتند، زيرا اين مواد براي ساخت حسگرهاي ساختارشد، اين 

از جمله  Co-Cuآيند. آلياژ حساب ميهاي سخت گزينه مناسبي بهمغناطيسي و هد هاي ديسك

باشد. در اين كار با استفاده از روش الكتروانباشت لايه   ساختارهايي است كه داراي چنين خواصي مي

Co-Cu .رشد داده شد و خواص ساختاري و مغناطيسي آن مورد بررسي قرار گرفت  

هاي موجود در الكتروليت انباشت به در اين پايان نامه، ابتدا به بررسي رفتار پتانسيوديناميكي يون

صورت جداگانه و در حضور يكديگر پرداخته شد. اين امر مشخص نمود كه يون مس در ولتاژهاي كمتر از 

شوند. ضمن اينكه انباشت مي SCEنسبت به  ولت -95/0لت و يون كبالت در ولتاژهاي كمتر از و -4/0

هاي مزاحم شدت بيشتري پيدا ولت اختيار نشود، چرا كه واكنش -2/1مناسب است ولتاژ انباشت، كمتر از 

  دهند.كنند و خطاي محاسبات جرم و ضخامت را افزايش ميمي

) مشخص كرد كه با كاهش AASسنجي جذب اتمي (استفاده از روش طيفگيري انجام شده با اندازه

يابد. علاوه بر آن، با كاهش درصد يون ولتاژ انباشت، درصد كبالت در تركيب لايه انباشت شده افزايش مي

خوردگي به هنگام انباشت، درصد مس در الكتروليت انباشت، در صد كبالت لايه افزايش و با اعمال هم

  يابد. كاهش مي كبالت لايه

، تشكيل ساختار مورد تائيد قرار گرفت و با توجه )X )XRD پرتودر هر مرحله با تهيه الگوي پراش 

دست آمد. تصاوير ميكروسكوپ به nm30الي  20ها، در محدوده ، اندازه بلوركXبه اين الگوهاي پراش 

هايي غيركروي با توزيع دهنده دانهها، نشان) تهيه شده از اين نمونهFESEMالكتروني گسيل ميداني (

  است.  nm130نايكنواخت و با ابعاد متوسط حدود 



 ح 
 

دهنده حلقه نيز نشان )AGFMسنج گراديان ميدان متناوب (توسط مغناطيس گيري مغناطيسياندازه

 باشند، همچنينها در دماي اتاق فرومغناطيس ميها بود كه نشان داد اين لايهپسماند براي همه نمونه

شده، مغناطش اشباع افزايش و ميدان وادارندگي مشاهده شد با افزايش درصد كبالت در لايه انباشت

  شوند.تر ميهاي پسماند چهارگوشييابد و با كاهش ضخامت لايه، حلقهكاهش مي

مشخص گرديد كه  FESEMدرنهايت با افزودن سديم ساخارين به الكتروليت انباشت، با تهيه تصاوير 

ها يابد. به عبارت ديگر اندازه متوسط دانهها افزايش مييش مقدار سديم ساخارين همواري سطح لايهبا افزا

براي  nm70اي كه از الكتروليت بدون سديم ساخارين تهيه شده، به حدود براي نمونه nm130از حدود 

  د.يابمولار سديم ساخارين وجود دارد، كاهش مي 02/0اي كه در الكتروليت آن نمونه

  

، خواص مغناطيسي، ميكروسكوپ الكترون روبشي گسيل ميداني، پراش Co-Cuالكتروانباشت،  كليد واژه:

  سنج گراديان ميدان متناوبسنجي جذب اتمي، مغناطيس، طيفX پرتو
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  نامهليست مقالات مستخرج از پايان

 باقرزاده، اسماعيل عبدلي نشلجي،فرد، مجيد االله حفيظي، محمد ابراهيم قاضي، مرتضي ايزديروح - 1

حمام و افزودني سديم ساخارين بر ساختار و مورفولوژي سطح آلياژهاي  pHبررسي اثر « )1389(

Cu0.8Co0.2 كنفرانس سالانه فيزيك ايران، همدان. درشده  پذيرفته، »شده به روش الكتروانباشتتهيه  

2- R. Hafizi, M. E. Ghazi, M. Izadifard, (2010) “Structural and Magnetic 

Characterization of the electrodeposited Co1-xCux films”, Accepted in ICNM 

2010, Turkey. 
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